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(67) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur UV-Bestrahlung stromender Flissigkeiten und Gase zum
fotochemischen Umsetzen und zum Abbau von Schadstoffen beim Umweltschutz. Bevorzugter Einsatz ist die
Behandlung groBer Mengen fliissiger und gasformiger Medien. Die erfindungsgemaBe Vorrichtung realisiert eine
kompakte Anordnung parallel lisgender und durchstromter Quarzglasrohre mit stabférmigen UV-Strahlern in den
Zwischenraumen zwischen den Quarzglasrohren und auBenliegend um diese mit den besonderen Vorteilen der
gleichmaRigen Strahlungsintensitét iiber den Stromungsquerschnitt und der sehr effektiven Energieausnutzung.
Fig. 1
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Patentanspriiche:

1. Vorrichtung zur UV-Bestrahfung strdmender Filssigkeiten und Gase, bsi der stabférmige
UV-Strahlerin einer Reihe angeordnet sind und wobei vom zu bestrahlenden Medium durchstrémte
Quarzglasrohre von stabférmigen JV-Strahlern umgeben sind, dadurch gekennzeichnet, dal in
mindestens drei dicht nebensinanderliegenden Reihen mindestens drei Quarzglasrohre (2) je Reihe
angeordnet sind und stabférmige UV-Strahler (3) in die Zwischenrdume zwischen den
Quarzglasrohren (2) eingefiigt und auBenliegend um diese herum so angeordnet sind, daB sie eine
symmetrische Anordnung um das jeweils umgebende Quarzglasrohr (2) mit einer Lage der
Hauptachsen der UV-Strahler (5) in den Eckpunkten eines das jeweilige Quarzglasrohr {2)
umschlieBenden Quadrates bilden.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf der Durchmesser der UV-Strahler (3)
um den Faktor 0,40 bis 0,35 kleiner als der Durchmesser der Quarzglasrohre (2) ist und die
Hauptachsen der Quarzglasrohre (2) in einem Raster, dessen Linienabstand gleich dem oder nur
wenig gréBer, bis um etwa ein Flnftel, als der Durchmesser der Quarzglasrohre (2) ist, und in
parallelen und zueinander rechtwinkligen Ebenen und die Hauptachsen der zwischen den
Quarzglasrohren (2) und um disce angeordneten UV-Strahler (3) in Ebenen mittig zwischen den
Ebenen der Hauptachsen der Quarzglasrohre (2) oder parallel dazu jewsils in mindestens vier
Reihen in den beiden senkrecht aufeinanderstehenden Hauptrichtungen liegen.

Hierzu 2 Seiten Zeichnungen

Anwendungsgeblet der Erfindung

Die Erfindung betrifft einen Fotoreaktor zum fotochemischen Umsetzen und zum fotochemischen Abbau von Substanzen in
gasférmigem oder fliissigem Aggregatzustand fiir hohe Durchsétze, vorzugsweise fiir dan Einsatz beim Abbau von Schadstoffen
beim Umweltschutz.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Es ist bekannt, zum Reinigen und Entkeimen von Fliissigkeiten und Gasen UV-Strahlung einzusetzen.

Bei den bevorzugt dazu verwendeten Vorrichtungen durchstrémt das zu behandelnde Medium ein im wesentlichen
zylindrisches, vorzugswaise aus Quarzglas bestehendes Rohr, innerhalb oder auflerhalb dessen mindestens ein UV-Strahler
angeordnet ist.

Diesen Vorrichtungen ist gemeinsam, da sehr hche Durchsétze wegen der begrenaten Eindringtiefe der UV-Strahlung indas zu
bestrahlende Medium nur durch extrem hche Strémungsgeschwindigkeiten bei kleinem Rohrdurchmesser und bei sehr langen
Rohren oder durch die Anordnung einer groBen Anzahl solcher parallel oder in Reihe geschalteter Reaktoren realisiert werden
konnen. Im ersten Fall ist ein hoher Aufwand erforderlich, um eine hinreichende Verweildauer am Strahler zu erreichen, im
zweiten Fall verlangt die Vielzahl der Einzelreaktoren hohe Investitionskosten und einen groBen Platzbedarf. In beiden Féllen ist
die Wartung sahr aufweidig. Um einen gréBeren Durchsatz mit hinreichend langen Verweilzeiten am UV-Strahler anzustreben,
ist es bekannt, stabférmige UV-Strahler in siner Reihe anzuordnen und vom zu bestrahlenden Medium umstrémen zu lassen
(EP 80780, C 02 F 1/32). Wegen der von der Eindringtiefe der Strahlung abh#ingigen, dber den Sttdmungsquerschnitt
unterschiedlichen Absorption der UV-Strahlung ist ein (iberhéhter Energieeinsatz fiir die UV-Strahlung notwendig, oder sine
vollstindige Umsetzung oder eine sichere Entkeimung ist nicht gew#hrleistet.

Esistauch bereits bekannt, eine gréBere Anzahl von Stabstrahlern in einem Ringraum anzuordnen, der in Umfangsrichtung vom
2u bestrahlenden Medium durchstrémt wird (DE 3624139, A 61.L 2/08). Auch hier sind der Aufbau dieses Fotoreaktors und die
Wartung sehr aufwendig.

Ziel der Erfindung

Es ist das Ziel der Erfindung, bsi der Entkeimung und Reinigung strdmender Fliissigkeiten und Gase einen sehr geringen
Wartungsaufwand der Anlagen, einen sehr hohen Durchsatz der zu bestrahlenden Medien bei sehr geringem
Str..mungswiderstand und intensiver UV-Bestrahlung sowie einen effektiven Energiee!nsatz zu verwirklichen.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Yorrichtung anzugeben, mit der die von stabférmigen UV-Strahlern von der
Hauptachse radial nach aulen abgegebene UY-Strahlung weitestgehend vollstandig zur Bestrahlung des zu bestrahlenden
Mediums genutzt wird, Dabei soll eine sehr groBe GleichmiRigkeit der Strahlungsintensitdt iber den ganzen Querschnitt der
vom 2u bestrahlenden Medium durchstrémten Quarzglasrohre realisiert werden.
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Die Erfindung geht von einer Vorrichtung zur UV-Bestrahlung strémender Flissigkeiten und Gase aus, bei der stabférmige
UV-Strahler in einer Reihe angeordnet sind. Dabei sind vom zu bestrahlenden Medium durchstrémte Quaraglasrohre von
stabférmigen UV-Strahlern umgeben.

ErfindungsgemaB sind in mindestens drei dicht nebeneinanderliegenden Reihen mindestens drei Quarzglasrohre je Reihe
angeordnet und es sind stabférmige UV-Strah'er in die Zwischenrdume zwischen den Quarzglasrohren eingefilgt und um diese
heruru so angeordnet, da8 sle sine symmetrische Anordnung um das jeweils 2u umgebende Quarzglasrohr mit einer Lage der
Hauptachsen der UV-Strahler in den Eckpunkten eines das jeweilige Quarzglasrohr umschlieBenden Quadrates bilden.

Der Durchmesser der stabférmigen UV-Strahler ist um den Faktdr 0,40 bis 0,35 kieiner als der Durchresser der Quarzglasrohre
und es liegen die Hauptachsen der Quarzglasrohre in einem Raster, dessen Linienabstand gleich oder nur wenig groBer, bis um
etwa ein Funftel, als des Durchmesser der Quarzglasrohre ist, und in parallelen und in zueinander rechtwinkligen Ebenen. Die
Hauptachsen der zwischen den Quarzglasrohren und um diese angeordneten UV-Strahler liegen in Ebenen mittig zwischen den
Ebenen der Hauptachsen der Quarzglasrohre oder, auenliegend parallel dazu. Bei einer Anzah! von n Quarzglasrohren in einer
Reihe liegen n + 1 UV-Strahler in einer Reihe und bei einer Anzahl von m Reihen Quarzglasrohre nebeneinander sind es m + 1
Reihen UV-Strahler in den beiden senkrecht aufeinanderstehenden Hauptrichtungen. Der Mir: 1estbetrag fiir die Zahlen nundm
ist3.

Ausfdhrungsbelsplel

Anhand der Zeichnungen wird ein Ausfilhrungsbeispiel der Erfindung erldutert.
Eszeigen

Fig.1: schematisch einen Schnitt der Vorrichtung senkrecht zur Strémungsrichtung des zu bestrahlenden Mediums durch den
Fotoreaktor und
Fig.2: schematisch einen Schnitt paratlel zur Strémuagsrichtung.

Entsprechend der Fig. 1 werden mit Hilfe von zwei Lochplatten ? in Reihenanordnungen Quarzglasrohre 2 so in ihrer Lage fixiert,
daB ein quaderférmiger Grundaufbau entsteht. In die jeweils zwischen vier benachbarten Quarzglasrohrern 2 gebildeten
Zwischenrdume und auBen um die Quarzglasrohre 2 sind stabférmige 1;v-Strahler 3 eingefiigt oder angeordnet. Uber die
Elektrodenanschlisse 4 sind die UV-Strahler 3 mit einer nicht dargesteliten Stromversorgungseinheit verbunden.

In der Darstellung der Fig. 1 liegen In horizontaler Richtung in einer Reihe jeweils fiinf Quarzglasrohre 2 und sechs UV-Strahler 3,
undin vertikaler Richtung liegen in einer Reihe jeweils vier Quarzglasrohre 2 und fiinf UV-Strahler 3.

Die Anordnung der Quarzglasrohre 2 und der UV-Strahler 3, bei der die stabférmigen UV-Strahler 3 in die Zwischenrdume
zwischen den Quarzglasrohren 2 eingefiigt oder um diese herum angeordnet sind, ergibt ein solches Muster, daB die
Hauptachsen & der UV-Strahler 3 symmetrisch die Eckpunkte eines das jeweils umgebende Quarzglasrohr 2 umschlieBenden
Quadrates bilden,.

Dabei sind die Durchmesser der Quarzglasrohre 2 und die der UV-Strahler 3 so aneinander angepaBt, daB diese in gutem
Kontakt untereinander stehen oder zumindest sehr dicht beisinander liegen, um durch einen guten Wirmeaustausch méglichst
viel Warme von den UV-Strahlern 3 an das die Quarzglasrohre 2 durchstrémende Medium abfiihren zu kdnnen. In dex
Darstellung der Fig. 1ist der Durchmesser der stabférmigen UV-Strahler 3 um den Faktor etwa 0,4 kleiner als der Durchmesser
der Quarzglasrohre 2.

In Fig.2 haben die der Fig. 1 entsprechenden Teile gleiche Bezugszsiciien erhal en.

Entsprechend der Fig. 2 wird der Fotoreaktor mit AnschluBflanschen 6in ein bestehendes Rohrsystem eingebaut. Mit Hilfe einer
Spannvorrichtung 7 werden auf die Stirnfischen der Quarzglasrohre 2 Dichtungen gepreB:, so daB beim Durchstromen der
Quarzglasrohre 2 keine Fliissigkeiten oder Gase austreten kénnen.
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